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un soporte y una capa de copia fotosensible de operacidn posi-

Esta invencidn se refiere a un procedimiento para la
obtencidn de un material de copia fotosensible, gque comprende

tiva y que puede ser utilizada para la produccibn de formas
de impresidén planograficas.

En general, se utwllzan soportes mof&llcos, prefe-
riblemente ,*bportes. de a]umlnlo, para la produccmon de ma-
teriales de este tipo. En la pr&ctlca, se prefieren las ca~
pas que contienen o-quinondiazidas_éémq compuesto fotosen~
sible en las capas de copia de operacidn positiva.

Aunque las capas de este tipo dan fesultados titiles
‘incluso aunque sean aplicadas al aluninio ho tratado, la su—
perf1c1e del aluminio se vuelve normalmente aspera medlante
un proceso mecinico, guimico o electroquimlco antes de apli-~
car la capa de copia. En la-mayoria de los casos, esto da
lugar a una mejora considerable defla adhesién de la capa no
’exp&esta y, por éonsiguiente, a una ﬁayor resistencia a las

soluciones reveladoras y a la produccifén de mayores tiradas

se por anodizacibén de la superficie de aluminio posiblemente

dotada de aspeieza con anterioridad.

Ademds, se obtienen mejoras similares por tratamiento

fﬁnicds, fluofosfatos,'f;qocirconatos, fluosilicatos o com-
puestos similares. Sin emgargo, normalmente ios tipos de tra~
tamiento menciongdos en d1timo lugar solo sdﬁ‘adecﬁados para
mejorar la adhesién de las capas de operacién negativa en las

que, por el contrarlo, la adheslén de las zonas exPuesLas de

PP

la capa requleren mejoras y la solubilidad de las zonas no

ekpuastaa no debe ser peljudlCdda.

En la patente estadoun:dcnse n°® 3. 300 309 se describe

de impresos. Otra mejora de estas propiedades puede conseguir}

de Ya superficie con»silicﬁtos alcalinos, &cidos polivinilfos|

L TR
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‘un método para mejorar la sensibilidad a la humedad de las
éapas de operacidn negativa basadas en sales de diazonio so-
lubles en agua, donde se utilizan las sales de diazonio en
forma de productos complejos de reaccién formados con clertof
compuestos hiéroxilados aromiticos.

El objeto de esta -invencibn es proporcionar un mate-
rial de copia fotosensible, de operacién positiva, cuyas zo;

nas no expuestas presentan una mayor adhesibén al :soporte.

durante el revelado y posiblemente tambié&n durante el pro-
10 ' .

cesado y la impresidn posteriores.

“Esta invencidén se basa en un material de copia fo- .

.;.-u-“-&{".-_k“'."."’."-t:ku.'-'..r..':.: D

tosensible que'comprende un soporte y una capa de copia foto-

sensible que contiene, como compuesto fotosensible, un éster

v PN T A

de un &cido o-quinondiazidosulfdnico o una amida de &cido

) LSV. o~quinondiazidosulfdnico.

a e

El'material'de esta invencidn se caracteriza porgue l&

capa contiene ademfs un compuesto con un grupo hidroxi aroms-
.. \

tico o alifitico, preferiblemente fendlico o enblico, que

SN .
es capaz de formar compuestos gquelatados.
20 '

3,

A A e

SRp R

Los comp

uestos hidroxilados especiélmente adecuados, -

capaces de formar compuestos quelatados, son sobre todo .com=-

-

PR VPR

pueétos con grupos hidroxilo fendlicos que contienen como

¥

£

KA

minimo dos anillos aromdticos y que pueden llevar, uni&o a
un &tomo de carbono préximo al étomc de carbono éromético
que contiene el grupo hidroxi, un grupo'carﬂonilo o un &tomo
de nitrdgeno tri%alente del qué todas las valencias se encuen
.trén én un plano. Este Gltimo requisito es cumplide por los -
dtomos de hitrégenortrivalentes que o bien poSeen un doble
2 enlace esencialmente localizado o forman parte de un anillo

aromitico heterociclico. Los &tomos de nitrdyeno con doble em

?NN\\\\-L*




-

1 lace pueden estar presentes en particular en forma de grupo
azo. » B :

Por formacidn intramolecular de un pueﬂte de hidrége-]

. o gt VT .
T T S VI
.
.

no entre el grupo hidroxi y un grupo nucleofilico de la mo-
5 lécula, especialmente un grupo carbonilo o un nitrdgeno tri-

valente, los compuestos hidroxilados fenlicos ¢ endlicos

‘quelatantes preferidos son capaces de formar anillos de 5 o

6 miembros, tal como ocurre an&logamente en la formacifn de

EOT Y

quelatos con cationes metilicos.

"10 Entre estos compuestos, son especialments eficaces

T

P R

las polihidroxibenzofenonas, especialmente la 2,3,4~trihidro
xibenzqfenona, las hidroxiantraquinonas,_espeqialmente la '

1,2—dihidroxi y la 1,2,4-trihidroxi~antraquinona y la 8-hi-

droxiquinoleina.

A g e L (Ll
N s

£

15

‘ Son ejemplos de compuestos adecuados los compuestés

ot samatnibe s St s W 21T 3 b ot S e

hidroxicarbonilicos alifdticos y aromdticos, -los 4cidos hi-

droxicarboxilicos, los compuestos policarboniliceos que con-

A kAT

tienen‘grupos hidroxi. y los compuestos n;troéenados que con-

s S A OGN U M

tienen grupos hidroxi y posiblemente también ‘carboxi. Entre
.20 estos, son notébles los siguientes: purpurpgalina, quexceting,

dcido glicSlico, &cido levulinico, &cido salicilico, acetonii-~

TR TR T e

acetona, 2,4~dihidroxiazobenceno, 8-hidroxiquinoleina, &cido
N z : X

e el waatpwontiiogae

"4,8-dihidroxiquinolein-2-carboxilico, 2,3,4-trihidroxibenzofqg- g

S
AT

rnona, 1,é—dihidroxiantraqdinona,_8—hidroxiantraquinona, 1,24~

. trihidroxiantraquinona, 2,4~dihidroxibeqzofenona; 1,2-dihidrd=-..
xiantraguinona y.1,2,5,8-tetrahidroxiantraguinona.

'La concentracién de los compuestos hidroxi en la ca-

" pa de copia fotosensible puede variar dentro de limites re-

lativamente amplios; normalmente, estd comprendida entre 0,3

< ¥ 15 % en peso, calculada sobre el peso de.los componéntes

QUAL TY
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s6lidos de la capa, y preferiblemente entre 0,5 y 5 % en
peso., .

Como compuestos fotosensibles, las capas de copia de
la invencibn contienen compueétos de o-quinondiazida, eséew
cialmente compuestos de o-naftoquinondiazida, por ejemplo
los descritos.en las patentes alemanas nidms. 854.890,
865.109, 879.203, 894.959, 938.233, 1.109.521, 1.114.705,
1.118.606, 1.120.273 y 1.124.817.

Ademis, las capa# de copia pueden contener resinas,
de férma conocida, por ejemplo resinas que contienen grupos
que las hacen solubles en los Alcalis, como resinas fen6li-
Casilpreferiblemente novoiacas, cbpblimeros_que contienen

'érupos carboxilicos,'resinas de maleinato o resinas de dcido
poliacrilico, ademés de colorantés, plastificantes y otros
adiéivos y coadyuvantes convencionalés.

Se utilizan‘soportes metdlicos, preferiblemente SOPOX™
tes de aluminié, para las capas de copia de esta invencién.

Los soportes se recubreh de la forma conocida, por‘
ejémplo mediante aplicacién a rodillo, por inmersién, por
atomizacidn o por colada.

Las placas de impresifn planogrdfica de acuerdo con
estg";nvencién tienen la ventaja de que su preparacifn es muy
senciila porque .no es nqusario colocar una capa intermedia

v

entre el soporte y la capa de copia fotosensible para mejorér

sivo reguiere una operacidn adicional y; normalmente el efec-
to 6ptimo deseado solamente puede ser consegﬁidé.mediante un

complicado proceso que consta de varias etapas. Si se desea,

sin‘emba;go, las propiedades de las placas de impresién de

esta invencidn pueden ser mejoradas todavia mas formando ca-

la adhesidn. Es evidente que la apiicacién de una capa de adhe-

g
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pas de 6xido producidas andédicamente sébre los soportes.
Las placas de impresidn planogréfica de esta inven-
cidén tienen ia ventaja de que, debido al anclaje mejorado
de la capa de copias sobre el soporte de aluminio, pueden
realizarse,en las méquinas dg impresidtn offset convenciona-
les, tiradas de impresos mucho mayores que en ei caso de ca-
pas de copiaé sinilares gue no contienen ningn compuesto
hidroxilado. Otra ventaja eé que mejora sustancialmente la
resisténcié de estas capas frente a las sustancias gquimicas,
especialmente frente a los reveladores alcaiinoé normalmen~
_te utilizados para elimiﬁar las zonas exentas de imagen en
_el revelado habitual de la imagen.
' EJEMPLO 1
Se'disuelven"
0,90 partes en peso del producto de esterlflcacién de
1 mol de 2,4-dihidroxibenzofenona y 2 moles de
cloruro de &cido naftoquinon-(l,2)~-diazido(2)-5~
" sulfénico, . . L “ |
0,70 partes en peso del producto de esterificacién de

1 mol de 2, 2‘-dihidroxi-dinaftil-(l 1')-metano y

2 moles de cloruro de &cido naftoqulnon-(l 2)—
.dlaZldO“(Z) 5*501f5nlC0,

5,70 partes en peso de unanovblaca_(puﬁto de ablanda-
miento .112-113°é, 14 % en peso de grupos OH fe-
nollcos), ‘ | , }

AO 06 partes en peso de 2,3, 4-trih1drox1benzokenona,

o, 15 partes en peso de v;oleta cristal y

en una mezcla disolvente constitu¢da por:

80,00 partes en peso de éter monometilico de etilengli~

.

gan cememe g e R
e e 4 it R e S Sy s -
v B e e ao " "

0,08 partes en peso de amarillo Sudan GGN (C.I. 11. 02;)'

g
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fzontiene el formador de complejo no presenta ningfin dafio, en

col y

15,00 partes gn-péso de acetato de butilo,
y la solucién resultante se aplica sobre una placa de aluminiq
que ha sido dotada de aspereza por cepillado.
Para'la preparacidn de una forma de impresiln, la
placa de impresifn resultante se expone bajo una diapositiva y
se revela, de forma conocida, con Iarsiguiente solucibn:

5,3 partes en peso de metasilicato's6d1c0.9H20,

3,4 parteé en éeso de ortofosfato sédico.lZHzo,

0,3 partes en peso de dihidrﬁéenp-fosfato sbdico (anhi-

dro) y -

91,0 partes en peso de agua,
siendo eliminadas asi las zonas expuestas. La forma de impre-
jsi6n producida de esta manera puede ser utilizada'para.imprimiq
linas 40.000 copias sin defectos en una mééuina offset. |
Una forma de impresidn preparada de la misma manera,
2 excepcibn de que”se omitis de la solucién de recubrimiento
ha 2,3,4~trihidroxibenzofenona, dg una tirada de splamente
unas 25;000'copias. ) |
La diferencia de resistencia a los broductos quiﬁicos
cresulta especialmente evidente si la placa de impresién expuest -
ta se trata durante.uh tiempo relativamente largo.con el reve=
lador alcalino en agseneia de la luz. Mientfas que la forma de
Lﬁpresién gue no céntiene'trihidroxibenzofeﬁon&.presenta indi- _,l
cios de intensa corrosifén, especialmente en las zonas protegi-
daé de la capa, después de un baﬁo,de 5 minutos en la éolucién

mevelédora a 25°C, la.forma de impresidn correspondiente que

aspecial ningfin ahusamiento de los puntos de rejilla, incluso

lespués de una permanencia de 20 minutos en el baho revelador
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bajo condiciones de ensayo por lo demds idénticas.

En los éiguientes Ejemplos 2 a 5, se repite el pro-
cedimiento utilizado en el qumplo 1 y se obtienen resultados
similares después de exposicidn y'revelado de las placas de

impresitn fotosensibles resultantes. Por lo tanto, en la mayo

()

ria de los ejemplos siguientes solamente se indica la cbmpo-
sicidn de la solucitn de recubrimiento y el tipo de soporte
utilizado. -
EJEMPLO 2
Se aisﬁelven ’ . o
2;4 paxtes en peso del producto de gsterificaéién de 1
. mol 'de 2,4~dihidroxibenzofenona y 2 mdleé de cloruxo
* de &cido naftoquinon-(1,2);diazido~(2)—5-sulf6nico,
1,8 partes en peso dela novolaca_emﬁleadé en-el Ejemplo
. -1y 0,06 partes en peéo de 8—hidroxiquinoleina%
en una mezcla disolvente constituida por: . :
35,0 partes en pesb de éter monometilico de etilenglicol,
50,0 partes en éeso de tetrahidrofurano y
10,0 partes en peso de acetato de butilo. i
' "La solucibn resultante se aplica sobre el soporte
utilizado en el Ejemplo 1 y se seca. La exposicibn y el reve=-
lado se realizan como en el Ejemplo 1 y se thieneﬁ resﬁl;ado

similatres.-

EJEMPLO 3

Solucién de reéuﬁrimieﬂtol o 7 _

6,80 partes en peso del éster @e_p—cuﬁilfenoi delAécido
A naftoquinon-(1,2)-diazid§~(2)r4-sp;f6niéo,'

0,70 partes en peso del producto de esterificacidn de 1

Ar.mol de 2,2‘—dihidroxi-dinaftil(l,l')~metano Y 2 mo-

les de cloruro de dcido naftoquinon~(1,2)—diazido~

A L IR N 5 T
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% (2)=5-sulfdnico,

% 6,00 partes®® RSO

0,05 partes’ en peso de violeta -cristal,

0,10 partes en peso de 1,2,4-trihidroxiantraquinona en

95,0 partes en peso de la mezcla disolvente empleada en

el Ejemplo 2.

sultados conseguidos son similares.

EJEMPLO 4

Solucidn de recubrimientd:

de 2,4-dihidroxibenzofenona y 2 moles de cloruro de

dcido naftoquinon~(1,2)~diazido~(2)-5~sulf6nico,

0,1 partes en peso de purpurogalina en

.85,0 pafteé en peso de la mezcla disolvente empleada en el

Bjemplo 2. \

La solucidn se anlice a2 una limina de aluminio elec-

\
terior es el del Ejemplo 1.

EJEMPLO 5

Solucién de recubrimiento:

0,80 partes en peso del;producto de esterificacién de 1

ruro de &cido naftoquinon~(1,2)~diazido-(2)~5-sui~

£6nico,

0,70_partes en peso del producto de esterificacidn de 1

mol de 2,2'-dihidroxi-dinaftil-(1,1')-metano y 2 mo-

les de cloruro de fHcido naftoquinon-(1,2)-diazido-(2)

de la novolaca empleada en el Ejemplo

0,03 partes en peso de amarillo Sudan GGN (C.I. 11.021),
El procedimiento es el mismo del Ejemplo 1 y los re-

2,4 partes en peso del producto de esterificacién,de 1 mol

4.8 partes en peso de la novolaca empleada en el Ejemplo 1,

troliticamente dotada de aspereza y anodizada. El proceso pos;

mol de 2,3,4~trihidroxibenzofenona y 3 moles de clo-

%
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1 5-sulfdnico,
6,00 partes en peso de Una novolaca con un intervalo de
ablandamiento entre 105 y 120°C,

0,13 partes en peso de violeta cristal,

5 0,05 partes en peso de amarillo Sudan GGN (C.I. 11.0213,
0,30>partes en peso de quercetina en -

95,00 parteé en peso de -la mezcla disolvente empleada en
. ei.Ejemplo 2. -

La solucién se aplica al soporte utiiizado en el Ejemp

10 plo 4 y se seca. El proceso posterior es el descrito en el
Ejemplo 1. '
EJEMPLO 6

R
H

‘Soluqiﬁn de recubrimiénto: ‘ . v
' 0,50 parfes en peso del pro@ﬁéto de esterificacidn de
15 1 mol de 2,4-dihidroxibenzofenona y 2 moles de clo
N . E " ruro de 4cido nafquuinon~(1,2)-diazido-(2);5~sul“
‘ | £8nico, ' ' '
0,60 pargés en péso dellproducto de esterificacidn de
1 mol de 2,2'-dihidroxi-dinaftil-(1,1')~metano y
20 2 moles de cloruro de &cido naftoquinon~(l,2)-dia-
zido- (2)-5-sulfénico, -
0,45 partes en peso de cloruro de &cido haftoquin6h~(1,2)~
S diazido=(2)~4-sulfénico,

= o ' ‘15;00 partes en peso de la novolaca empleada @ el Ejemplo 1
phee T ,25 N .

0,25 pafées en -peso de una resina*epé#i con un peso
. equivalente epoxi de 450 a 500 y'uﬁ intervalo de
fusién de 64 a 74°C (ﬁétodo deVDurran Hg) .
0,10 partes en peso de violeta cristal, -

. 2

0,55 partes en peso de &stex tri~(é~cloroetilico) de &ci]

T

do fosférico,
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terizado porque como compuesto hidroxi se emplea un compues

carbonilo o un atomo de ﬁitrégeno trivalente del que todas

las valencias estidn en un plano.

0,15 partes en peso de Acido salicilico en
95,00 partes en peso de la mezcla disolvente empleada
en el Ejemplo 2.
La solucidn se aplica al soporte empleado en el
;Ejemplo 4 y se secn. El proceso posterior es el del Ejem- |
plo 1.
| En resumen, la Patente de Invencidn que se solici-
ta deberd recaer sobre las siguientes:
. REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la obbencidn de un material

de copia fobosensible, caracterizado porque

" a) se diswelve un éster del Acido o-quinondiazido-
sulfénico o una amida del Acido quinondiazidosulfénico con
un compuesto con un grupo hidroxi aromético oQalifético,
¥y que es capaz de formar complejos quelatados, en un disol-
vente, ' - _

b) se aplica una capa delgada y uniforme @& la so-

Iucidn obtenida sobre un soporte de capas en forma de lami-
na o de tira y. .

c) se seca la capa medlante calentamiento.

2. Procedimiento segin la Reivindicacidén 1, carac

to hidroxifendlico que contiene como minimo dos anillos
aromhdticos y lleva, unido a un Atomo de carbono junto al

Atomo dejcarbono aromético que 1lleva el grupo OH, un grupo

5. DProcedimiento segin la Re¢v1ndicaclon ? carac

terizado porque el dtomo de nitrdgeno trivalente forma par-

te de un anillo aromdtico heterociclico o de un grupo .azo.
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4, Procedimiento segin la Reivindicacidn 2, carac-
terizado porque el cémpuesto hidroxi es una polihidroxiben-
zofenona, una hidroxiantraguinona u 8-hidroxiguinoleina.

5. Procedimiento segin la Reivindicacion l,.carac~
- terizado porque la capa contiene de 0,3 a 15 % del compues-
to hidroxi, calculdado sobre ol pése de sus comgoﬁentes séé
lidos. ,” S

6. Procedimiento segin la Reivindicaclén 1, carac-
terizado porque la capa coﬁtiene adembs una novolaca.

7. Procedimiento segﬁn,}a Reivindicszeibn 1, carac-
terizado porque el soporte estéd constituide por aluminio.

A 8. Procedimiento segin la Reivindicaecidn 7,. carac-
terizado porque el soporte esté constituido'pop aluminio
anodizado. »

9. Se reivindica por ultimo como obieto sobre el
que hé de recaer la Patente de'Invepcién que se solicita:
PROCEDIMIENTO PARA LA OBIENCION DE UN MATERIAL DE COPIA ¥O-
TOSENSIBLE. B '

" Todo conforme queda. descrito y reivindicado en la-
presente memopia descriptiva que consta de &oce paginas me~

LY

canografiadas.
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